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MEMORIA DESCRIPTIVA 
que se presenta para unir a la solicitud 

d e
P A T E N T E  DE I N V E N C I O N

formulada el 21 de Octubre de 1966, con el n% 332.548
e n

E S P A S A 
por VEINTE años

a nombre de THE HARSHAW CHEMICAL CCMPANY, entidad norteame­
ricana, establecida en 1945 East 97th S treet, Cleveland, Ohio, 
Estados Unidos de Amóri ca, por:
" UN PROCEDIMIENTO PARA DEPOSITAR ELECTROLITICAMENTE UN NI­

QUEL SEMIBRILLANTE DUCTIL "

Esta invención se re fie re  a la  deposición e le c tro lí­
tic a  de níquel a p a r tir  de un baño áoido acuoso de niquelado, 
y se re fiere  más particularmente a un procedimiento y a las 
disoluciones para esta deposición e lec tro lític a , empleando 

5 oumariaa o cumarinas sustitu idas, juntamente con ciertos
compuestos aoetilónicos.

Los baños para deposición e lec tro lític a  de níquel 
que contienen oumarina o c iertas oumarinas sustitu idas son
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muy oonocidos por su oapaoidad para dar un deposito de n í­
quel que tiene caracteristioas superiores de nivelación o 
electrodeposloión de una oapa uniforme, así como para pro­
ducir un deposito que es sem ibrillante y de aspeoto razo­
nablemente uniforme. Los depósitos sem ibrillantes no son 
de superficie especular, pero son lustrosos y deseables 
como recubrimiento in ferio r o subyacente para una oapa ex­
te r io r  de cromo o de un níquel mas b rillan te . No obstante 
estos depósitos de níquel sem ibrillantes no pueden ser ma­
tes ni grises, ni pueden oontener áreas oscuras, ni conte­
ner áreas de mucho contraste, o no podrian ser oubiei-tos 
para producir un aspeoto global sa tisfac to rio  cuando se 
deposita la  capa ex terior. Estos depósitos de níquel semi­
b rillan te  han de poseer tambián otras carac teristioas pa­
ra ser aoeptables oomeroialmeate. Por ejemplo, han de ser 
duotiles, han de estar lib re s  de tensiones internas exce­
sivas, y han de tener buenas ca rac te rís ticas  de nivelación; 
es deoir, han de tener oapaoidad para cubrir imperfeooiones 
pequeñas, dando al mismo tiempo una superficie que es mu- 
oho más uniforme que la  superficie del metal base.

Sin embargo, el empleo de cumarina y oumarinas sus­
titu id as  para producir un depósito sa tisfac to rio  de níquel 
se ha limitado considerablemente, a causa de la  formación 
en el baño galvánico o de ohapeado de produotos de descom­
posición ácidos, que resultan de la  acción reduotora de 
la  e le c tró lis is . El prinoipal producto de descomposición 
es e l áoido m elilótico (ácido o-hidroxifenil propiónico), 
aunque se forman cantidades muy pequeñas de otros produc­
tos de descomposición. Aunque estos otros produotos no han 
sido aislados ni inoluso identificados claramente, pueden



causar considerables dificultades en la  obtenoión de un 
depósito semibrillante satisfacto rio , tendiendo a causar 
fragilidad y depósitos sometidos a tensiones internas. 31 
acido melilótico y los demas productos causan tambián de- 

5 pósitos sometidos a tensiones internas, y mas aun a medi­
da que aumenta su concentración; y hacen que aL depósito 
sea g ris  en lugar de semibrillante, particularmente en 
las partes del cátodo de baja densidad de corriente.

En líneas generales, un baño galvanice de níquel 
lo  no agitado que contiene aproximadamente 0*2 g/1 de cama­

rina, o un baño agitado por a ire  que oontiene aproximada­
mente 0*1 g/1, llegaran a tener acumulada finalmente una 
concentración de estos productos de aproximadamente 4 g/1. 
En circunstancias normales, la toleranoia máxima del baño 

15 galvánico para el áoido melilótico sólo, sin considerar 
por el momento los demás productos de descomposición, es 
de aproximadamente 1 g/1.

Se han heoho intentos para eliminar estos productos 
de descomposición no deseables por tratamiento del baño 

2o oon carbón activado o con otros medios de absorberlos. Es­
te procedimiento se emplea solamente las veces que es en­
teramente necesario, ya que no solamente se necesita tiem­
po y trabajo, sino que usualmente elimina cumarina u otros 
componentes del baño, que han de ser reemplazados y, natu- 

25 raímente, el baño no puede estar en funcionamiento duran­
te este procedimiento.

Para ev itar estos tratamientos del baño y conse­
guir los ajustes que son siempre neoesarios, se ha inten­
tado reducir la  concentración de la  oumarina o derivados 

So de cumarina. De acuerdo oon esto, y en circunstancias nor-
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males, ana disoluoión no agitada que contiene camarina ha 
de hacerse trabajar oon una concentración de camarina de 
aproximadamente 0*12 g/1, o, onando está agitada por aire , 
de aproximadamente 0*06 g/1. Esta concentración tan baja 

5 aynda a impedir la  excesiva acámalación de los productos 
de descomposición, pero desgraciadamente, en algunos casos 
es una oonoentración de oumarina demasiado baja para dar 
la  uniformidad del depósito y otros resaltados deseados.

Hemos comprobado que cuando en una disoluoión que 
lo contiene la  concentración normal de cumarina o de algunos 

de sus derivados, o una concentración in ferio r a la  normal, 
se u ti liz a  una baja concentración de un compuesto aoetilé- 
nioo particu lar, pueden evitarse la s  dificultades que nor­
malmente van asociadas oon los productos de desoomposioión 

15 de la  oumarina. De hecho, estos productos de descomposición 
parecen ser beneficiosos, ouando se emplean oon estos com­
puestos aoetllenioos, para dar el depósito de níquel semi- 
b rlllan te  deseado. Los compuestos no saturados utilizados 
son H = C- CHgtOCgH^^OE, en que n =* 1, 2 ó 3, Se prefie- 

2o re en particu lar el dietileno g lico l monopropargil óter, y 
la  concentración empleada de óste o de sim ilares compuestos 
no saturados es de 0*006 a 0*05 milimoles por l i t r o .

Ha de indicarse particularmente que estos compuestos 
no saturados, cuando se emplean en baños que contienen oñ- 

25 marina, han de ser utilizados en este intervalo de oonoen-
traoiones. Las concentraciones superiores, aun cuando pro­
ducen un deposito b rillan te , producen tambión frag ilidad, 
estriación, u otros resultados no deseables. Además, cuan­
do estos compuestos aoetilónicos se emplean en esta  peque- 

3o ña concentración sin cumarina o oumarinas sustitu idas, no
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tienen efecto apreoiable sobre el baño y, en particu lar, 
no causan ning&n abrillantamiento observable en el deposi­
to . Por el contrario, cuando se emplea oumarina sin estos 
productos acetilenioos, se necesita una concentradon de 
aproximadamente O'S g/1 de oumarina, para un baño no agi­
tado, para que mejore de un modo efectivo la  nivelación 
y la  ductilidad del depósito de níquel. Sin embargo, cuan­
do la  oumarina se emplea sin  estos productos acetilónioos 
produce demasiado ácido melilótico y otros productos para 
conservarse efectiva. Asimismo, la  oumarina y las  sustan­
cias aoetilánioas, ambas en las  concentraciones recomenda­
das, produoen solamente resultados mediocres. Asi, pues, 
es un hecho inesperado el que estos productos aoetilánicos 
a concentraciones tan bajas, a l ser utilizados con una con­
centración relativamente elevada del compuesto de oumarina 
en presencia de ácido melilótico y de otros productos de 
descomposición, normalmente perjudiciales, del compuestos 
de oumarina, producen la s  mejores de la presente invenoión. 
.. Se ha comprobado tambión que cuando estos oompuestos
aoetilánicos se emplean en el intervalo de concentraciones 
menoionado, juntamente con oumarina o con oumarinas su s ti­
tuidas, puede emplearse en e l baño una temperatura superior 
de electrodeposioión, así como una mayor concentración de 
cloro. Como se ilu s tra  con más d e ta lle  en los Ejemplos que 
se dan más adelante, se han empleado temperaturas de eleo- 
trodeposición de 68RC, mientras que en los baños del tipo 
aotual, normalmente se considera oomo lim ite superior una 
temperatura de 57ac. Tambión se ha empleado un contenido 
de cloruro de níquel en el baño de aproximadamente 52*5 
g ./ l i t r o ,  mientras que lo normal para estos baños sería



lo

15

2o

25

37*5 g . / l i t r o  aproximadamente.
La camarina y las camarinas sustitu idas son, hablando 

en términos generales, compuestos de 1,2-benzopirona qu.e t ie ­
nen ana estructura representada por la  formula siguiente, in ­
dicándose las  posiciones de los sustituyentes en los dos 
an illos  por medio del sistema de numeración usual:

Los compuestos de oumarina que se han empleado oon 
éxito en los baños galvánicos de la  presente invención in­
cluyen, además, de la  propia eumarina (1,2-benzopirona no 
sustitu ida), 3-olorocumarina, 3-bromocumarina, 3 -ace til-  
oumarina, 7 -hidroxietll oumarina, 6-clorocumarina, 4*8- 
dimetll oumarina, 8-metoxi oumarina, 7-etoxi oumarina, 6- 
propargoxi oumarina, y 6-acetamido oumarina.

Además de los compuestos aoetilenicos a los que se 
ha aludido anteriormente, y de un compuesto de eumarina ade­
cuado, puede añadirse al baño, si se desea, d o ra l,  bromal 
o formaldehido. Pareoe que estos compuestos ayudan a produ- 
oir un depósito que es más uniformemente sem ibrillante y 
duotil, y a perm itir el empleo de temperaturas más a lta s  
de deposición e le c tro lític a . A este respecto, se han aña­
dido d o ra l ,  bromal o formaldehido a los baños galvánioos 
de níquel que contienen oumarina, en un intento de prolon­
gar ouanto fuese posible el intervalo entre los tratamien­
tos de purificación (vease Patente U.S. 2.683.115); pero
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ta les  baños no son capaces áe producir los deposites per­
feccionados de la  presente invención, ni de trabajar con 
la  variedad de condiciones de deposioión e le c tro lític a  
que peralte el procedimiento de la  presente invenoión, es­
pecialmente a temperatura de eleotrodeposloión y concentra­
ción de ion cloruro superiores, que a su vez, permite una 
densidad de corriente más a lta  aa e l  cátodo.

Los siguientes Ejemplos específicos son i lu s t r a t i ­
vos de la presente invenoión, y se dan como ilustración , 
y no como lim itación:

EJERPLO I
Un baño galvánico de níquel de tipo comercial tenía 

la  siguiente composición:
Sulfato de níquel 
Cloruro de níquel 
Aoido bórico 
Cumarina
Aoido melilótico
Formalina
nH

330 g . / l  
50*2 g . / l  
46*5 g . / l  
0*08 g . / l  
0,5 g . / l  
0,5 oc/1 
4,2

Zn 10 ppm.
Esta disolución se había hecho trabajar a 57 s C, 

oon agitaoión por a ire . El depósito era semibrillante a 
22 miliamp./om^-88 miliamp./om^, pero no era b rillan te  a 
11-16,5 miliamp./om^. Cuando se la  hizo trabajar sin la  
formalina o oon muy pooa formalina, el depósito era mate 
a 5,5-22 miliamp./cnA Al haoer trabajar la  disolución a 
65B C, se mejoró la  nivelación y e l deposito íhá semibri­
llan te  a 33-88 miliamp./om^, pero fuá mate a 5,5-33 m ili- 
amp./cm . Esta superficie mate no hubiera podido abrillan-
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tarse suficientemente depositando electrolíticam ente 0,0076 
mm. de níquel b rillan te  sobre el deposito. La disolución 
original se enfrió a baja temperatura y se f i l t r ó  para dis­
minuir e l contenido de óoido bórico a 30 gramos por l i t r o ,

5 y se obtuvo un depósito a 68a C pero el deposito no se había 
me j orado ap r  e oi ablement e.

Para proporcionar una conductividad sa tis fac to ria  
a superiores densidades de oorriente en e l  cátodo, era desea­
ble mantener en 80,2 gramos por l i t r o  el contenido original 

lo de cloruro de níquel, y mantener una temperatura de electro- 
deposición de 65-68S C. Para conseguirlo, la  disolución o ri­
ginal se u tiliz ó  a 68s C oon 0,002 gramos por l i t r o  (0,014 
milimoles por l i t r o )  de dietileno glico l monopropargil ó ter 
añadido al baño original. El deposito fuá de b r illa n te  a 

18 sem ibrillante, y liso  y uniforme. El depósito era también 
dúctil y tenia buenas ca rac te rís ticas de nivelación. Hubo 
muy poco cambio en el deposito cuando la disolución se em­
pleo a un pH de 3,8 en lugar de 4,2.

EJEMPLO II 2o
Una disolución típ ica  de níquel Watts que contenía 

3-clorooumarina se hizo trabajar de modo que se formase el 
producto de reducción ácido m elilótico hasta una concentra­
ción de aproximadamente 1 gramo por l i t r o .  Después se ajus- 

25 tó la  concentración de dorooumarina a 0,10 gramos por l i ­
tro , y el pü a 3,8.

Se obtuvo un deposito a 57D C, y todo e l cátodo era 
de color g ris  pizarra, exoepto aquellas porciones que tenían 
una densidad de oorriente superior a 66 miliamp./om2. La 

3o adición de d o ra l en una concentración de 0,1 gramos por
8



l i t r o  mejoró e l deposito, porque tenia un aspecto semibri- 
llan te  a l depositarse electrolíticam ente a 67s c, pero era 
mate en muohas zonas a l ser eleotrodepositado a 683 C. Ade­
más, el deposito no ere suficientemente dúctil y tendía a 

5 ser frág i1.
Despuás se añadió d ie tileng lico l monopropargil óter 

a una concentración de 0,002 gramos por l i t r o .  El deposito 
era uniformemente b rillan te  y íhe cubierto fácilmente por 
níqul b rillan te . También mejoraron la  nivelación y la  dúo t i ­

lo lidad, hasta el punto de ser oomeroialmente aceptable.

EJíMPLO II I
Una disolución de sulfamato previamente u tilizada,

que tenia 76 gramos por l i t ro  de níquel, 22,ó gramos por 
13 l i t r o  de cloruro de níquel, 33,76 gramos por l i t ro  de acido 

bóríoo, 0,1 gramo por litro- de camarina y 0,2 gramos por 
l i t ro  de ácido melilotioo, se hizo trabajar a 60B 0 y a un 
pH de 4,2. En este ensayo particu la r se emplearon cátodos 
curvados; o sea, cátodos que tenían una depresión en forma 

2o de V y curvas pronunciadas.
El baño descrito anteriormente producjo níquel semi- 

b rilian te  a 33-77 miliamp/cm^, pero era g ris  a 12,2-27,5 
miliamp./cm^. Asimismo, el deposito era muy frá g il. A esta 
disolución se añadieron 0,002 gramos por l i t r o  de dietileno 

26 gliool monopropargil e ter. El deposito fue semibriliante 
a 13,2-77 miliamp./cm^, y b rillan te  a 3,5-13,2 mlllam./cm^. 
La zona semibriliante era más lustrosa. El recubrimiento no 
contenía zonas definidas dé demarcación, y era muy sa tisfac­
torio  desde e l punto de vista de la nivelación. La adición 

3o de 0,2 oc/1 de formalina y 0,1 gramo por l i t ro  de d o ra l
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produjo muy pooos oambios, aunque el recubrimiento tenia 
tendencia a presentar lineas de demarcación algo menos n í­
tidas, y era más dúctil.

5 EJEMPLO IV

Una disolución de níquel Watts que contenia 1 gramo 
por l i t r o  de ácido melilótico y 0,02 gramos por l i t r o  do 
camarina, se electro lizó  durante dos horas con agitación 
por a ire . Este tratamiento se emplea para formar pequeñas 

lo cantidades de impurezas o productos de descomposición per­
judiciales, además del ácido m elilótico. Después se añadió 
camarina en una concentración de 0,12 gramos por l i t r o ,  y la 
temperatura y el pH se ajustaron a 68& O y 4,0, respectiva­
mente. Se sometieron a la deposición e le c tro lític a  paneles 

18 rectos, no doblados a una densidad media de corriente de
33 miliamp./cm^. Esta baja densidad de corriente proporcio­
nó unas condiciones de ensayo muy severas, porque la fa lta  
de b r illo  y la  frag ilidad son mas apreoiables bajo estas 
condiciones que a valores normales de densidad de corriente. 

2o Se depositó electrolíticam ente un deposito de 0,028 mm. de 
espesor. Esta disolución se repartió  en dos oubas. Los re­
sultados se indican en la Tabla I siguiente.

- lo -



TABLA I

Panel A B

5

lo

15

1 Depósito de color pizarra. Ductilidad C,05
2 Añadidos 0,002 g/l(0,014 milimoles) de dietileno g lico l monopropargil áter. Deposito sem ibrillante. Ductilidad 0,5. No someti­do a tensiones internas.

3 Añadidos 0,2 oc/1 de for­malina. Depósito semibrl- llan te  uniforme. D uctili­dad 0,5. No sometido a tensiones internas.
4 Añadidos 0,05 g /l  de d o ­ra l. Depósito sim ilar a l 3A.

Igual que A

Añadidos 0,02 g/l(C, 14 mi­limoles) de dietileno g li- ool monopropargil á ter. Se­mi bri lian te , pero la  ducti­lidad es 0,02-0,035, y está sometido a tensiones grandes internas.
Añadidos 0,2 ce/1 de forma­lin a . Depósito oasi b rillan­te . Ductilidad 0,5; grandes tensiones intem as.

Añadidos 0,05 g / l  de d o ra l. Depósito sim ilar a l 3B. Se añaden 0,02 g /l  más de die­tileno  g lico l monopropargil á te r. Deposito sim ilar, pero oon algunas estriad ones.
Una ductilidad de 0,05 es muy in sa tisfac to ria . Seria

satisfacto ria  una ductilidad de 0,5. En este experimento las
sustanoias añadidas se disolvieron en el baño acumuladamente;
es deoir, se añadió en primer lugar dietileno g lico l monopro- 

2o pargil á ter ( 2A y 2B), después se añadió al baño la  formali- 
na (3A y 3B), y finalmente se disolvieron en el baño los adi­
tivos de 4A y 4B.

EJEMPLO COMPARATIVO I

25 A una disolución Watts que se hizo trabajar a 603 C,
44 miliamp./omB un pH de 4,0, y con agitación por aire , se 
añadieron 0,12 g /l  de cumarina. La disolución no contenía 
ácido melilótico alguno durante todo este experimento p a rti­
cular. El depósito era sem ibrillante, y tenia tendencia a 

3o hacerse gris a 7,7-8,8 miliamp./om^ . La ductilidad era
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sa tis fac to ria . Despuás se añadid dietileno g lico l monopro- 
pargil á ter hasta una concentración de C,002 g/1. El depó­
sito  era ligeramente más lustroso, siendo sem ibrillante la  
superficie de 7,7-8,8 miliamp./cmB. La ductilidad también 

5 era sa tis fac to ria . La concentración de d ietileno  g lico l 
monopropargil á ter se aumentó a 0,02 g/1. El deposito tenia 
ahora zonas b rillan tes  y sem ibrillantes oon estriaciones en 
la  línea de separación entre las  zonas b rillan te s  y semibri- 
llan tes . La ductilidad variaba entre 0,14 y 0,45, es decir, 

lo solo a veces era sa tis fa c to ria . Aun cuando este era un depo­
s ito  más b rillan te  que cuando se empleó una concentración 
de 0,002 g/1 de dietileno g lico l monopropargil áter, no 
era comerclalmente aoeptable.

Por consideración de los ejemplos precedentes, se 
15 observará que e l  empleo de camarina o c iertas cumarinas sus­

titu id as  requería concentraciones de 0,12 gramos por l i t r o  
o más para producir un deposito oon un aspecto semibrillan­
te . No obstante, estos depósitos eran con frecuenoia no 
uniformes o incluso de color g ris  mate en algunas zonas, es- 

2o pecialmente en las  zonas de baja densidad de corriente. Los 
intentos de mejorar la  situación añadiendo d o ra l,  bromal 
o formaldenido, o combinaciones de estos aditivos, no pro­
dujeron los resultados deseados cuando se empleó una tempe­
ratura elevada. Algunas veoes el deposito era más b rillan te  

25 o más uniforme, pero también tenia demasiadas tensiones 
internas, o en ocasiones tenia ca rac te rís ticas no sa tisfac­
to rias de nivelación. Era deseable el empleo de una tempera­
tura más elevada de eleotrodeposición, porque la corriente 
hubiera podido aumentarse sin aumentar el voltaje , pero 

3o tampoco se oonsegnia producir un deposito sa tisfac to rio .
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Lo mismo hubiera podido decirse de aumentar el contenido 
de oloraro, y, naturalmente, de aumentar tanto e l conte­
nido de oloruro como la temperatura de deposioión eleo- 
tro li t io a .

Considerando el Ejemplo comparativo I, se observa­
rá tambión que la  adición de los compuestos aoetilónicos 
de la presente invención no produjo resultados apreciable­
mente mejores en ausencia de ácido melilótico u otros pro­
ductos de descomposición de los compuestos de oumarina.
A este respe oto, el baño de áste Ejemplo estaba preparado 
especialmente, y el experimento se llevó a cabo cuidado­
samente, por cuanto que los baños comerciales acumulan 
estos productos de descomposición de cumarina muy rápida­
mente, especialmente el ácido m elilótico. Asi pues, los 
aditivos de la  presente invención se hacen necesarios en 
los baños que se emplean en la practioa; y como se ha in­
dicado anteriormente, el empleo de d ie tileng lico l monopro- 
pargil á ter o los otros compuestos acetilánicos de la  in­
vención, en la s  concentraciones recomendadas, producirá 
un depósito comercialmente sa tisfac to rio  cuando están 
presentes en e l baño el ácido m elilótioo u otros produc­
tos de descomposición, produciendo un depósito que no so­
lo es sustaneialmente sem ibrillante de un modo uniforme, 
sino que tiene la  ductilidad y carac terísticas de nive­
lación neoesarias para ser completamente aceptable desde 
el punto de v ista  oomeroial.

La presente so lic itud  que corresponde a la presen­
tada en los Estados Unidos de Amárica el 22 de Octubre de 
1965, con eL numero 502.606, se acoge a los beneficios 
del articu lo  51 del vigente Estatuto sobre Propiedad indus-
trial.



N O T A

5 Los puntos de invención propia y nueva que se pre­
sentan para que sean objeto de esta  so lic itud  de Patente de 
Invención en España por VEINTE años son los siguientes:

IR.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a ­
mente un níquel sem ibrillante dúctil sustancialmente más 

lo uniforme que el metal de base a l que se aplica utilizando 
un baño de deposición e le c tro lític a  ácido acuoso que oon- 
tiene al menos un compuesto soluble de níquel, caracteriza­
do por la  mejora que comprende: re a liz a r esta deposición 
e leo tro lítio a  a p a r tir  de un baño que contiene un compues- 

15 to de oamarina seleccionado de un grupo que consta de 1,2- 
benzopirona, 3-olorooumarina, 3-bromooumarina, 3 -aoetll 
oumarina, 7 -hidroxietil camarina, 6-olorooumarina, 4 ,8-di- 
metilcumarina, 8-metoxicumarina, 7-etoxicumarina, 6-propar- 
goxi oumarina y 6-aoetamido oumarina, haoer trabajar dicho 

2o baño de modo que se produzcan en el productos de reducción 
de di oha camarina, e inc lu ir en dioho baño, en presencia 
de dichos productos de reducción, de 0,006 a 0,08 milimo- 
les  por l i t r o  de un compuesto que tiene una estructura re ­
presentada por la  fórmula HĈ C-CKgí 0CgĤ .)̂ 0H, en el que 

25 n =- 1, 2 ó 3.
2R.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a ­

mente un níquel semibrillante duotil sustsnoialmente más 
uniforme que e l metal de base al que se aplica utilizando 
un baño de deposición e le c tro lític a  ácido acuoso que con- 

3o tiene al menos un compuesto soluble de níquel, caracteriza-



do por la  mejora que comprende: rea lizar esta deposloión 
e leo tro litioa  a p a rtir  de un baño qu.e contiene un oompues- 
to de oumarina seleccionado de un grupo que consta de 1,2- 
benzopirona, 3-dorocamarina, 3-bromocumarina, 3 -aoetil 

5 oumarina, 7-hidroxietil oumarina, 6-clorocumarina, 4 ,8-di- 
metiloamarina, 8-metoxicumarina, 7-etoxioumarina, 6-propar- 
goxicamarina, y 6-acetanido oumarina, Moer trabajar dicho 
baño de modo que se produzcan en ól productos de reducción 
de dicho oompaesto de oumarina, e in c lu ir  en dicho baño, 

lo en presencia de diohos productos de reducción, de 0,006 a 
0,0o milimoles por l i t r o  de un compuesto que tiene ur.a es­
tructura representada por la  fórmula HC^C-CHg(0CgH )̂^0H, 
en la  que n -  1, 2 ó 3, e in c lu ir también en dicho baño 
un miembro del grupo que consta de d o ra l, bromal y for- 

15 maldenido.
3s.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a ­

mente un níquel san ibrillan te ddotil sustancialmente más 
unifoime que el metal de base al que se aplica utilizando 
un baño de deposición e le c tro lític a  ácido acuoso que oon- 

2o tiene al menos un compuesto soluble de níquel, caracteriza­
do por la  mejora que comprende: re a liz a r esta deposición 
e lec tro lític a  a p a r tir  de un baño que oontiene un compues­
to de oumarina seleccionado de un grupo que oonsta de 
1,2-benzopirona, 3-clorooumarina, 3-bromocumarina, 3 -ace til-  

2o oumarina, 7-hidroxietil oumarina, 6-clorocumarina, 4 ,8-di- 
metiloumarina, 8-metoxioumarina, 7-etoxicumaHna, 6-propar- 
goxioumarina y 6-acetamido oumarina, hacer trabajar dicho 
baño a una temperatura de 60a C hasta 68a c, durante un 
tiempo ta l que se produzcan en ól produotos de reducción 

3o de dichos compuestos de oumarina, e in c lu ir en dicho baño,

- 15 -



-ir

en presenoia de dichos productos de redacción, de 0,006 a 
0,05 milimoles por l i t r o  de un compuesto que tiene una es­
tructura representada por la  fórmula H(M3- CHg(OCgHg,)^OH, 
en la  que n =  1, 2 ó 3.

5 43.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a ­
mente un níquel sem ibrillante dúctil sustancialmente más 
uniforme que el metal de base al que se aplica utilizando 
un baño de deposición e leo tro litio a  que contiene de 225 a 
450 gramos por l i t ro  de sulfato de níquel y de 45 a 75 gre- 

lo mos por l i  tro de cloruro de níquel, caracterizado por la 
mejora que oomprende: rea liza r esta deposición e le c tr o l í t i ­
ca a p a r tir  de un baño que contiene un compuesto de camari­
na seleooionado de un grupo que consta de 1,2-benzopirona, 
3-olorooamarina, 3-bromocnmarina, 3 -ao etil cumarina, 7-hi- 

15 drox ie til cumarina, 6-olorocumarina, 4,8-dim etil cumarina, 
8-metoxicamarina, 7-etoxioumarina, 6-propargoxioamarina y
6-aoetamido cumarina, hacer trabajar dicho baño de modo que 
se produzcan en el productos de reducción de dicho compues­
to de cumarina, e in c lu ir  en dicho baño, en presenoia de 

2o dichos productos de reducción, de 0,006 a 0,05 milimoles
por l i t r o  de un compuesto que tiene una estructura represen­
tada por la  fórmula H0^C-CHg(0CgH )̂^0H, en la  que n =? 1, 2 
ó 3.

53.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a -  
25 mente un níquel sem ibrillante dúctil sustancialmente más 

uniforme que el metal de base a l que se aplica utilizando 
un baño de deposición e le c tro lític a  ácido acuoso que oontie- 
ne al menos un compuesto soluble de níquel, caracterizado 
por la  mejora que oomprende: re a liz a r esta deposición eleo- 

3o t ro l í t ic a  a p a r tir  de un baño que contiene un compuesto de

16 -



camarina seleccionado del grupo que consta de 1,2-benzopiro 
na, 3-clorooamarina, 3-bromocumarina, 3-acetilcumarina,
7- h id rox ie til camarina, 6-olorocamarina, 4,8-dim etil cu-ma­
rina, 8-metoxicumarina, 7-etoxicumarina, 6-propargoxicuma-

5 riña y 6-acetamidooamarina, hacer trabajar dicho baño du­
rante un tiempo ta l  que se producen al menos 0*5 gramos por 
l i t r o  de acido melilotico en dicho baño, e in c lu ir en ¿1 
de 0*006 a 0*05 milimoles por l i t r o  de un compuesto que 
tiene una estructura representada por la  formula

lo HO^C-CH.(OC^H,)^0H, en la  que n = 1,2 ó 3.4 g sh n
6S.- Un procedimiento para depositar e le c tro lític a ­

mente un níquel semibrillante dúctil sustancialmente más 
uniforme que e l metal de base al que se aplica utilizando 
un baño de deposición e leo tro lrtioa  ácido acuoso que contie 

15 ne al menos un compuesto soluble de níquel, caracterizado
por la  mejora que comprende: rea liza r esta deposición elec­
tro l í t ic a  a p a rtir  de un baño que contiene un compuesto de 
cumarina seleccionado del grupo que oonsta de 1,2-benzopi- 
rona, 3-clorooumarina, 3-bromocumarina, 3-acetiloumarina,

2o 7-hidroxietiloumarina, 6-clorocumarina, 4,8-dimetilcumarina
8- metoxioumarina, 7-etoxicumarina, 6-propargoxicamarina y 
6-acetamidoeumarina, hacer trabajar dicho baño a una tem­
peratura de 6030 a 68RC durante un tiempo ta l  que se pro­
ducen al menos 0*5 gramos por l i t r o  de áoido melilótioo

25 en dicho baño, e inc lu ir en dicho baño, en presencia de 
dichos productos de reduooión, de 0^006 a 0*05 milimoles 
por l i t r o  de un compuesto que tiene una estructura repre­
sentada por la  fórmula HĈ C-CKg(OCgĤ )̂ CK, en la que n =
1, 2 ó 3, e in c lu ir tambián en dicho baño un miembro del

3o grupo que consta de d o ra l,  bromal y formaldehido.

-  17 -
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7s*- Un procedimiento para depositar electrolí­
ticamente un níquel semibrillante dúctil sustancialmente más 
uniforme que el metal de base al que se aplica utilizando 
un baño de deposición electrolítica ácido acuoso que con­
tiene de 225 a 450 gramos por litro de sulfato de níquel 
y de 45 a 75 gramos por litro de cloruro de níquel carac­
terizado por la mejora que comprende: realizar esta depo­
sición electrolítica a partir de un baño que contiene un 
compuesto de cumarina seleccionado del grupo que consta 
de 1,2-benzopirona, 3-cloro cumarina, 3-bromocumarina, 3- 
acetilcumarina, 7-hidroxietil cumarina, 6-clorocumarina,
4,8 dimetilcumarina, 8-metoxicumarina, 7-etoxicumarina, 
6-propargoxicumarina y 6-acetamido cumarina, hacer traba - 
jar dicho baño a una temperatura de deposición electrolí­
tica de 60SC a 6820 durante un tiempo tal que se producen 
en dicho baño al menos 0'5 gramos por litro de ácido meli- 
lótioo, e incluir en dicho baño, en presencia de dicho áci­
do melilótico, un compuesto que tiene una estructura re - 
presentada per la fórmula HO-O-OH^ ( O C ^ O H ,  en la que 
n = 1, 2 o 3*

8s.- Un procedimiento para depositar electrolí­
ticamente un níquel semibrillante dúctil.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­
tecede y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de dieciocho hojas escritas 
a máquina por una sola cara.

Madrid,
17 JW."

P.A.

VHM. 18
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